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展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

       三氟化氮是用作氟化氢－氟化气高能化学激光器的氟源，在h2-O2 与F2之间反应能的有效

部分（约25%）可以以激光辐射释放出，所HF-OF激光器是化学激光器中最有希望的激光器

。三氟化氮是微电子工业中一种优良的等离子蚀刻气体，对硅和氮化硅蚀刻，采用三氟化氮

比四氟化碳和四氟化碳与氧气的混合气体有更高的蚀刻速率和选择性，而且对表面无污染，

尤其是在厚度小于1.5um的集成电路材料的蚀刻中，三氟化氮具有非常优异的蚀刻速率和选择

性，在被蚀刻物表面不留任何残留物，同时也是非常良好的清洗剂。随着纳米技术的发展和

电子工业大规模的发展技术，它的需求量将日益增加。2011-2017年中国三氟化氮（28129011

）进口数据统计表     年份   进口（千克、千美元）       数量   金额       2011年   659738   28,181      

2012年   959666   34457       2013年   942620   28159       2014年   981149   26,158       2015年   **   **      

2016年   **   **       2017年   **   **   数据来源：中国海关、智研数据研究中心整理

       智研数据研究中心发布的《2019-2025年中国三氟化氮行业市场调研与发展前景评估报告》

依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实

地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避

经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值

！

       智研数据研究中心智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析，主要服务有市场

调查报告，行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业

调查报告,投资咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供

商。
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量（千克）       2011年   30451       2012年   38995       2013年   19180       2014年   27380       2015年   **    

  2016年   **       2017年   **   数据来源：中国海关、智研数据研究中心整理
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额（千美元）       2011年   1,186       2012年   1421       2013年   677       2014年   834       2015年   **      

2016年   **       2017年   **   数据来源：中国海关、智研数据研究中心整理
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口平均单价分析     年份   进口平均价格（美元/吨）   出口平均价格（美元/吨）       2011年  

42715.44   38947.82       2012年   35905.20   36440.57       2013年   29873.12   35297.18       2014年  



26660.58   30460.19       2015年   **   **       2016年   **   **       2017年   **   **   数据来源：中国海关、
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